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刻蚀工艺 ,在硅片上制作了高 3.2μm,曲率半径小于 70nm的 200×42硅尖阵列。保持阳极与硅尖
距离为 1μm的情况下 ,可以观察到阳极电压为 10V左右时开始有明显的场发射电流 。实验结果表
明 ,在 10V-15V的输入电压范围内 ,通过测试场发射电流所得到的真空度值 ,其最大误差不超过













































其结构简单 ,具有灵敏度高 、信号易检测 、自身不带
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 1 =cσ+ (2)










































(4)利用 ICP工艺刻蚀出 200 ×42的硅尖阵
列
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(5)以 4英寸的 Pyrex7740玻璃作为衬底 ,进行
光刻工艺 ,在其上光刻出阳极以及阳极引出电极图
形;
(6)溅射 2000 的金作为阳极金属 ,为了加强














测试 ,得到一条光滑的 I-V特性曲线(如图 5),当




图 6是所测得的 I-V特性的 F-N曲线图 ,由
图可知 ,当输入电压在 0.2 ～ 10V左右时 ,输出电流
的 F-N曲线不是一条斜率为负的直线 ,在这个区
域测得的电流不符合场发射规律 ,因此不是场发射







度之间的关系 ,本文搭建了如图 7所示的测试系统 ,主
要由外接电路 、真空测试腔以及真空系统三部分组成。





































空度为 0.1Pa时 ,输出电流为 1.027mA,真空度提高
了 0.1Pa而输出电流增大 0.122mA;当真空度为 0.
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